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PATENTE DE INVENCION

por VEINTE afios

cuyo privilegio se solicita para todo el terri-

torio nacional a favor de:

Don Félix ALCAINE SANCHEZ
Don Hilmar WEINER

el primero de nacionalidad espafiola y el segundo

de nacionslidad alemans, ambos con residencia en

Bercelons, calle Borrell n? 143, por:

"UN PROCEDIMTENTO PARA PRODUGIR CAPAS IRISADAS
DE GRAN INTENSIDADY, '
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MEMORTIA DESCRIPTIVA

Para recubrir materiales con capas iri
santes (6 bien con capas metdlicas) se conocen -
hasta hoy varios procedimientos, tales como recu
brir en bafios cataliticos; depésitér vapores de
halogenoides sobre las superficiles vitreas calen-
tadas en alto vacio, verificéndose la reaccidn -
SnCl4 + 2 Hp0 = 8n0, + HCL

Ia capa de SnO2 recubre el vidrio y, sg
gin su espésor, opticamente da un irisado siempre
irregular y débil, Ademis la capa de Sn0, 6 de ma)
teriales andlogos, tiene la desventaja de no adh§
rirse blen al substrato.

_ E1l nuevo procedimiento a que se refie;#
este Patente subsans las desventajas arriba des-
eritas en el ejemplo del tetracloruro de estafio,
y aungue se ejecuta también en mdquinas de alto
vacio, de las que ya se aplican para toda clase
de metalizacidén de plédsticos, deben ser algo mo=
dificadas pare que cumplan las condiciones técni-
cas necesariasg.

Este procedimiento congiste principal-
mente en que los materiales destinados a ser do-
tados de capas lrisadas, se situen dentro de una
cdmara de alto vecio en la que se establece una
presidn inferior a 4 x 10—4 milimetros de colum~
na de mercurio como méximo, puesto que en ella
las moléculas producidas en estado de vapor no =~

tocan a las moléculas del pas restante, produciég

dose la evaporacidn preferentemente mediante cri|.
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gol o evaporador,térmieo formado por un arrollaw
miento o espiral de tungsteno, tantalo o molibde
no que contiene al material que debe ser evapo-
rado, y que es calentado en el momento oporituno
35 del ciclo operatorio por corrighte eléctrica.Por

4 milimetros de -

gjemplo, & la presidn de 1 x 10~
columna de mercurio el méximo recorrido de uns -
molécula es de 40 cﬁo'aproximadamente y al x10™1
milimetros de columna de mercurio es de aproximas
40 damente de un metro.

Por ello la presidn operativa tiene dos
1{mites: Cuando el vacio no llega & 4 x 10~ mili
metros de columna de mercurio, las moléculas tie
nen wn recorrido libre de aproximédamente 10 em.
45 no suficiente parae tratar piezas con capas.de eé-
pesor uniforme y de calidad porgue el vapor entrs
en reaccidn con el gas restante y cuando el vacid
es inferior de 1 x 10™° milimetros de columna de
mercurio, o ain mis baja presidn, resulta més efec
50 tivo el procedimiento de evaporacidn térmice, se-
gln se ha indicado antes.

Este factor estd determinado por la cues
tidn econdmica, puesto que el tiempo que se nece-
sita para evacuar el aire y lograr tan baja pre--
55 sién sigue una funcién matemétice exponencial.

Cuando el vacio, medido en milimetros
de columne de mercurio, es muy bajo, se acetian
avn mids los inconvenientes para lograrla por que
se desgasifican las paredes del recinto y enton-

60 | ces la clase de superficie de las paredes y su =

grado de adsorcidn, influyen en el factor tiempos
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El aparato de vacio a emplear debeﬁ
reunir lag condiciones necesariasg para que sea
capaz de cumplir los sigulentes requisitos: gque
el espesor de las capas sea uniforme y bien re-
producible con tolerancias de £ 2 x 10.5 M. y POT+
gue el color de inbterferencia depende del espesox
éptico.

Naturalmente el frisado por colores in
terferenciales sobre piezas de adorno, & que prin
cipalmente se refiere esta Patente, no exige una
exactitud del espesor de las capas tan elevada -
como en- el caso de la fabricacidn de filtros in-
terferencieles, que, & veces, nho permiten unato-
lerancis meyor de unos f lO"6 nme Sin embargo, el
espesor y con ello el colorido de las capas, exid
ge ser controledo durante la condensacidén de las
capas; siguiéndose para ello varios métodos: uno
control visual del color interferencial de les -
capas & incidencia normal de luz sobre una place
de contirol; otro evaporar cantidades previamente
pesadas con exactitud; otro emplear un sistema o
dispositivo fotosensitivo compuesto de lémpars -
place de contol - y fotocdlula con instrumento -
demedir la corriente, con el que se mide la luz
transmitida como reflejada y, con £iltros mono-
cromdticos situados entre la limpara j la placa
de control, permite buscar el mdximo de reflejo
o de transmisidn a un Lambda determinado; oiro -
enplear una_microbalanza gituada dentro del recin

to en alto vacio para pesar la capa depositada sg

bre una place de control, ya que el espesor de la
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{eiones que oscilan entre los 3,000 y los 15,000

capa es siempre proporcional a su peso.
| Como quiere que las capes han de ser

muy adherentes, esto se alcanza bajo las siguien
tes condiciones operativas; l= superficies a tra-
tar tienen que ser limpias en el sentido fisico,
ya que la presencia de una capa mono-molecular §
de moléculas aislarfas absorbidas sobre las super
ficieé, no permiten una adherencia perfecta de la)
caps a depositar, y asi para lograr la debida lim
pleza se produce una descarga eléctrica de alta
tensidn dirigida sobre las superficies a tratar,
cuando se harlogrado un vacio comprendido entre
0.1l y 0.0l milimetros de columna de mercurio, con
lo que las moléculas absorbidas se deshacen por
los impactos de moléculas ionizadas y acceleradas

hacia las superficies a tratar, empledndose ten-

voltioe para lograr unas superficies perfectamen
te limpias,

Dicha descarga se aplice en cada ciclo
de evacuacidn por durante unos 5 minutos, poco an
tes de iniciar la evaporacidn, y como después de
estas descargas no se ha de interrumpir el vacio,
las superficies no tienen posibilidad de cargarse
de nuevo con capas contaminantes, como por ejempld
moléculas de agua.

Debido a que la intensidad de los colo-
res interferencisles se aumenta consierablemente
con el nimero de capas alternadag y de espesores

bien determinados, en la cémars de alto vacio se

)

instala un sistena de varios evaporadores (hasta
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diez distintos), que son puestos en funcionemien
125 to y parados sin interrumpir el vacio, es decir
por mando exterior, y esto facilite el recubri-
miento con capas de diferentes materiales en un

mismo proceso operatorio.

Se conoce desde siempre el efecto fisi-
130 co de interferencia de 1ﬁz en capas transparentes
debido a que la luz blanca estd compuesta de una
infinidad de longitudes de onda, y si incide en
algune superficie recubiertq de wne capa transpa
rente y de mayor indice de refraccidn que el del
135 substrato, se refleja y tiene lugar una reduceidn
a cero de una sola longitud de onda cuando el es+
pesor dptico de la capa es 1(4 dé la . longitud de
onda (Lambda)g ‘ .
h EL efecto es perfecto para un cierto

140 Lambda si se refleja con la misme intensidad en
la zona aire - cape y en la zona capa - substra-
t0.

Con los materiales que existen hoy pa=
T8 Ccrear dapas transparentes por évaporacién, se
145 |llega a una reflexidn de 50% con un meterial de =
n= 2,; poxr ejemplo Sb283 Yy con une cape gola.
IEn este caso ya se ve un juego de colores inter-
ferenciales mds vivo que los que resulten de los
tratamientos ya conocidos.
150 Para aumentar el efecto irisante e in-
crementar el brillo y los tonos de color refleja
dos, se condensan, une encima de otra,_varias ca

pas alternadas de alto - bajo = alto etc., Iindi-

ce de refraccidn, logrindose asi los efectos in-
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.color irisante muy fuerte por haber reducido ca-
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Por ejemplo un sisteme de nueve capas

terferenciales.

alternadas de un material de n = 2,2 y otro de

n = 1,3 se obtiene una refleccidn de 98% con un

si a cero completamente wn cierto Lambda de poca
anchura de banda. "

En general se puede aplicar cualquier
material que tenga las siguientes calidades: -~
Pransparencia; Alto Indice de refraccidn (n capa
Nysiapio) 3 que sea evaporable en alto vacio, es -
dedir, que no se descomponga a la temperatura a
que se evaporaj que no reaccione con el material
del evaporador (Tungsteno, Tantalo, Molibdeno,
etc., 0 cerdmicas); que tenga adherencia cén el
substrato y que sea resistente a los agentes at-
mosféricos. |

La mayoria de los 6xidos metdlicos,los
fhuoruros y los sulfuros tienen dichas cualidades
¥y Se escogen segun la calidad que tiene que domi
nar, A

En vez de capgs del espesor Sptico Lamh
da/4 se obtiene el mismo 6 un efecto semejanté,
con espesores de I/2, 3L/4 y L.

Este procedimiento permite la posibili
ded de tratar miles de piezas a la vez, obtenién
doge una gran wniformided del espesor de las ca-
pas y, con ello, uniformidad del irisado, y ade-
més los irisados son de gran intensidad debido -

al gran nimero de capas, pudiendo, sin ninguna

dificultad, ser tratadas piezas de dimensiones
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" en la siguiente:

muy grandes,

descritas suficientemente las caracte-
risticas fundamentales del procedimiento a que -
se refiere este Patente, se hace constar que en
el mismo se podrédn introducir todas aquellas mo~
dificaciones que la eiperiencia, la préctica y
la técnica pudieran aconsejer, siempre que con -
ellas no se cambie, altere o modifigie su idea

fundamental que es la que se resume y concrets

N O T A

Se declaran de novedad y propiedad pa-

ra todo el territorio nacional las siguientes:

REIVINDICACICNES

lo= Un procedimiento de producir capas
irisadas de gran intensidad sobre articulos de -
vidrio, plésticos, cerdmicos, u otras materies,
caracterizado por evaeporar en alto vacio cierta
cantldad de materias transparentes, de manera que
se condensen sobre el substrato en capas alterns-
das de alto - bajo - alto, indice de refraccidn.

2.~ Un procedimiento de producir capas
irisadas de gran intensidad sobre articulos dg vil
drio, plésticos, cerdmicos, y otras meterias, se~
gin la nota anterior que se caracteriza también
en que las capas se realizan de tal manera gque -

produzcan una interferencia dg luz del espesor

dptico de Lambda(4 o de sus miltiplos.
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3o= Un procedimiento para producir ca-
pas irisadas de gran intensidad sobre articulos
de vidrio, plésticos, ceramicos y otras materias
segin las notes anteriores que se caracteriza -
tembién en gue la primers capa & la Gltima cuan-
do el substrato es transparente, es substituida
por una capa metdlica brillante no transparente.

4.~ Un procedimiento para producir capa
irisadas de gran intensidad sobre articulos de vi
drio, pldsticos, cerdmicos y otras materias segin
las reivindicaciones anteriores que se caracteri-
za tembidén en que la deposicibn de las capas se
produce en ocdmara de alto vacio dotada de milti--
ples crisoles o evaporadores, cada uno de lps cua
les produce vapor que el ser condensado sobre el
substrato o sobre la Ultime capa en el depositada
forma una capa interferenciel diferente.

5o= "UN PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR CA-
PAS IRISADAS DE GRAN INTENSIDAD", _

fTodo ello tal y como ha guedado descri-
to y reivindicado en la presente memoria que cons
ta de nueve hojas foliadas y mecanografiadas por

una sola de sus caras.

5 de Febrero de 1.966
PASCIIAL CIVANTO
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